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１．概要（Summary） 

次世代リソグラフィ技術（EUVL）向けの材料として有力

候補とされているのは金属（メタル）系レジスト材料である。

数種類のメタル系レジストの中、比較的パターニング性能

が優れているのは Zr（ジルコニウム）系材料である（以降、

“メタルレジスト”と呼称）。今回、本材料のパターニング性

能を更に向上させるため、自社の特殊材料を添加剤とし

ての適用（添加剤 A）と添加濃度依存性を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・125kV 電子ビーム描画装置 

【実験方法】 

株式会社 EUVL 基盤開発センター（EIDEC）にて作

成したメタルレジスト材料を NIMS微細加工 PFにてウェ

ハに塗布・ベークし、125kV 電子ビーム描画装置を用い

てパターニングを実施した。その後の現像工程も NIMS

で行った。描画パターンは 80nm、60nm、48nm、40nm、

32nmの 1:1のライン・アンド・スペース（1:1 L/S）と 20nm

の孤立（ISO）で評価した。パターンの確認は EIDEC に

て、走査型電子顕微鏡（SEM）で確認した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1に示しているのは、添加剤Aの添加濃度によるメ

タルレジストの EB描画パターニング結果である（SEM観

察画像）。添加剤濃度以外、レジストのプロセス条件（成

膜条件、現像条件、等）は一定である。Fig.1 に示してい

る通り、添加剤Aを導入したことにより、感度が低下したが、

パターニング性能は向上した。具体的には、限界解像度

は、60 nm 1:1 L/S＠無添加から 40 nm 1:1 L/S＠

10wt%添加に向上した。しかし、添加濃度を 10wt%より

増加させると、感度が更に低下したこととパターンコントラ

ストが劣化したとの結果だった。別途、20 nm 孤立パター

ンの結果を比較すると、添加剤Aを応用したメタルレジスト

のパターニング性能が良好であることがわかった（パター

ン倒れがない）。 

本結果をまとめると、メタルレジストのパターニング性能

を上げるのに添加剤 A の応用が効果的であることがわか

った。しかし、同じ結果から、本添加剤の最適添加濃度の

更なる詳細な検討が必要であることもわかった。 
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Fig.1 EB patterning results (SEM images: 200K 

mag.) showing the metal resist patterning 

dependence on Additive A concentration 
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